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一種用於一檢測工具之校準方法，該校準方法包含藉由以下操作來判定該檢測工具之一

校準參數： - 接收與一或多個基板相關聯之資料，該一或多個基板包含複數個目標部分，各
別複數個圖案被提供至該複數個目標部分上，其中該複數個圖案係藉由特徵在於至少一個程

序參數相對於一標稱值之一已知變異的一半導體製造程序形成； - 基於接收到之資料而判定
該複數個圖案中之每一者之一特性；及 - 基於經量測特性及已知程序參數變異而判定該檢測
工具之該校準參數。
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